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(54) MAGNETRON-ZERSTAUBERVORRICHTUNG

(57) Magnetron-Zerstaubervorrichtung, um auf einer Haupt-
fiache eines lichtdurchlassigen, plattenformigen Tragers,
beispielsweise eines Plattentragers fur eine optische Platte,
eine dunne Metalischicht auszubilden, wobei sich gegensei-
tig dberschneidende Magnetfelder von einer Magnet-
feld-Anlegestufe angelegt werden, die an der Rickseite
einer Prallelektrode vorgesehen ist. Die Vorrichtung weist
eine Mittelmaske, die mit dem Au3enrandteil einer Hauptfia-
che des Plattentragers, auf der die Dinnschicht ausgebiidet
wird, eng in Berihrung steht, um den Mittelteil des Tragers
abzudecken, sowie eine Aulenrandmaske auf, die mit dem
AuBenrandteil der einen Hauptfliche des Plattentragers, auf
der die Dinnschicht ausgebildet wird, eng in Beruhrung
steht, um den AufBenrandteil abzudecken. Die Auf3enrand-
maske ist von der Mitteimaske getrennt und unabhangig.
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Magnetron-Zerstdubervorrichtung, um auf einer Hauptfliche eines
plattenfdrmigen Trégers unter dem Anlegen von zueinander senkrechten Magnetfeldern mit einer Magnet-
feld-Aniegestufe, die an der Riickseite einer Prallelektrode angeordnet ist, eine diinne Schicht auszubilden.

Optische Platten, beispielsweise sogenannte Kompaktplatten (CDs), stehen fUr die Aufzeichnung von
digitalen Ton- oder Videoinformationen in weitverbreiteter Verwendung. Derartige optische Platten besitzen
einen Trager aus einem durchsichtigen Kunstharz, beispielsweise einem Polykarbonat, auf dessen Flache
eine diinne Schicht aus Aluminium mit hohem Reflexionsverm&gen aufgedampft oder aufgestdubt wird. Auf
jener Fidche des Trigers, die die diinne Aluminiumschicht tragt, wird ein Muster von kleinsten Erhebungen
und Vertiefungen ausgebildet, die Lécher (pits) genannt werden und der digitalen Information von "1" oder
"0" entsprechen. Der Lichtstrahl wird durch den Trdger auf diese LScher geworfen, wobei die auf der
optischen Platte aufgezeichnete Information aufgrund des von der Dinnschicht refiektierten Lichtstrahls
ausgelesen wird.

Durch die EP 229 914 A2 wurde eine Maske fiir zwei zu beschichtende Scheiben bekannt, wobei die
Maskenteile im wesentlichen direkt auf den Oberflichen der zu beschichtenden scheibenf&rmigen Trager
aufliegen. Bei dieser bekannten Vorrichtung ist eine ungeklihite Prallelektrode vorgesehen. Aufgrund der
beim Betrieb der Vorrichtung auftretenden Wérme ergeben sich bei dieser bekannten Losungen erhebliche
Probleme.

Ziel der Erfindung ist es, diese Nachteile zu vermeiden und eine Vorrichtung der eingangs erwahnten
Art vorzuschlagen, bei der diese Problem vermieden sind.

ErfindungsgeméB wird dies bei einer Magnetron-Zerstdubervorrichtung dadurch erreicht, daB die
Vorrichtung enthalt:
eine Prallelektrode, um auf einer Hauptfliche eines plattenfSrmigen Tragers eine diinne Schicht auszubil-
den;

Eine Prallelektroden-Kiihleinrichtung, die an der entgegengesetzten Seite der Prallelektrode angebracht ist,
um die Prallelektrode zu kiihien;

eine Magentfeld-Anlegestufe, die an der Rickseite der Prallelektrode angeordnet ist, um zueinander
senkrechte Magnetfelder anzulegen;

eine Mitteimaske, die auf der Prallelekiroden-Kiihleinrichtung isoliert befestigt ist und mit dem Mittelteil
einer Hauptfliche des Plattentrdgers eng in Berlhrung steht, auf der die Dinnschicht ausgebiidet wird, um
den Mitteiteil des Tragers abzudecken;

eine AuBenrandmaske, deren innerer Durchmesser kieiner als der AuBendurchmesser des plattenfdrmigen
Trégers ist und die an einem ortsfesten Teil einer Schichtausbildungskammer angebracht ist und mit dem
AuBenrandteil der einen Hauptfliche des Trdgers eng in Berlihrung steht, auf der die Dinnschicht
ausgebildet wird, um den AuBlenrandteil abzudecken, wobei die AuBenrandmaske, von der Mittelmaske
unabhangig ist; und

eine Trager-Hailteeinrichtung, um den Trdger zu und von der Mittelmaske und der AuBenrandmaske vertikal
zu bewegen und ein Isolierelement vorgesehen ist, um die Mittelmaske zur Prallelektrode und zur
Prallelektroden-Kuhleinrichtung zu isolieren.

Durch die vorgeschlagenen MaBnahmen ist sichergestelit, da8 die Temperatur der Prallelektrode
wihrend des Zerstdubungsvorganges unkontrolliert ansteigt, wodurch es aufgrund der Wirmedehnung der
Materialien zu Ungenauigkeiten kommen k&nnte, insbesondere der abzudeckenden Bereiche des Trigers.
Weiters ist es durch die Trdger-Halteeinrichtung und die voneinander unabhdngige Mitteimaske und
AuBenrandmaske mdglich die zu bestdubende Fidche des Tragers vollstdndig frei zu halten, soda8 die
Schichte mit Uber die gesamte zu bestdubende Flache in einer gleichmaBigen Dicke aufgebracht werden
kann. :
Weiter kann vorgesehen sein, da8 das Isolierelement ein isolierendes Befestigungselement, das in der
Prailelektroden-Kihleinrichtung in eine Durchgangsdffnung eingesetzt ist, die ldngs der Mittelachse der
Mittelmaske ausgebildet ist, sowie eine isolierende Halterung enthdlt, die an der AuBenrandfldche jenes
Endes der Mittelmaske sitzt, das der Berlhrungsflache mit dem Trdger entgegengesetzt ist.

Durch diese MaBnahmen wird ein WarmefluB von der Prallelektrode zur Mittelmaske weitgehend
unterbunden, wodurch unkontrollierte Warmedehnungen der Mitteimaske vermieden werden.

Dabei kann weiters vorgesehen sein, daB das Isolierelement einen ersten Isolator, der in eine Durch-
gangsoffnung eingesetzt ist, die ldngs der Mittelachse der Mittelmaske ausgebildet ist, und an der
Prallelektrode-Kuhleinrichtung befestigt ist, sowie einen zweiten Isolator besitzt, der an der AuBBenrandfldche
jenes Endes der Mittelmaske sitzt, das der Berlihrungsflache mit dem Tréger entgegengesetzt ist, wodurch
sich eine in konstruktiver Hinsicht einfache Ldsung ergibt.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Mittelmaske Uber ein Befestigungselement, die Halterung und die
Trager-halteeinrichtung gekiihit wird, wodurch Wiarmedehnungen der Mittelmaske weitgehend minimiert
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werden.

Die Erfindung wird nun anhand der Zeichnung néher erldutert, die schematisch eine erfindungsgema e
Vorrichtung zeigt. .

Die Magnetron-Zerstdubervorrichtung gemaB dieser Erfindung besteht hauptsdchlich aus einer Prall-
elektrode 1, einer Mittelmaske 3 und einer AuBlenrandmaske 4, um vorgegebene Teile eines plattenf&rmi-
gen Tréagers 2 abzudecken, sowie einem Magneten 5, um sich gegenseitig liberschneidende elektrische
und magnetische Felder anzulegen, wie dies Fig. 5 zeigt. Der Plattentrdger, der hier verwendet wird,
besteht aus einem lichtdurchidssigen Material, wobei er kleinste Vertiefungen und Erhebungen, d.h. L&cher,
besitzt, die den Informationssignalen entsprechen.

Die Prallelektrode 1, die als Kathode dient, wird dazu verwendet, um auf jener Flidche des Plattentri-
gers 2, die die Locher tragt, d.h. auf jener Fidche des Plattentrdgers, die bestdubt werden soll, eine
Dinnschicht auszubilden. Bei der Herstellung einer optischen Platte wird eine Prallelektrods 1 verwendet,
die aus Aluminium besteht. Die Prallelektrode 1 ist als Platte ausgebildet, deren Durchmesser gréfer als
der Durchmesser des Plattentrdgers 2 ist, wobei sie nur in ihrem AuBenrandteil eine verminderte Dicke
aufweist. Das bedeutet, daB die Prallelektrode als Platte ausgebildet ist, die einen vorspringenden Mittelteil
besitzt, der dem Plattentrdger 2 gegeniberliegt.

Auf jener Fldche der Prallelektrode 1, die auf der anderen Seite wie die Prallfliche 1a liegt, die von den
Atomen, beispielsweise von Argon-Atomen, getroffen wird, ist eine Prallelektroden-Kihleinrichtung 6 vorge-
sehen, um die Prallelektrode 1 zu kiihlen. Die Prallelektroden-Kiihieinrichtung 6 ist in Form einer Platte
ausgebildet, die einen AuBendurchmesser besitzt, der im wesentlichen gleich dem AuBendurchmesser der
Prallelektrode 1 ist.

Die Prallelektroden-Kiihleinrichtung 6 besitzt in einem Mittelteil der Plattendicke einen hohlen Kanal, um
darin Kihlwasser umlaufen zu lassen. Ein EinlaB und ein AuslaB des hohlen Kanals, um Kihiwasser
umlaufen zu lassen, sind mit einer Kilhiwasser-Zuleitung 7, um frisches Klihiwasser zuzufilhren, bzw. einer
Kihiwasser-Ableitung 8 verbunden, um das durch den Kanal umgelaufene Wasser abzulassen.

Das Uber die Kiihiwasser-Zuleitung 7 eingeleitete kalte Wasser lauft somit durch den Kihlwasserkanal
der Prallelektroden-Kihleinrichtung 6 um, worauf es, nachdem es die Prallelektrode 1 gekUhit hat, die mit
der Prallelektroden-Kihleinrichtung 6 in Berlihrung steht, Uber die Klhlwasser-Ableitung 8 abgelassen wird.
Dadurch wird verhindert, daB die Temperatur wédhrend des Zerstdubungsvorgangs steigt.

Der Magnet 5 legt sich gegenseitig Uberschneidende elektrische und magnetische Felder an Atome, die
unter der Argongas-Atmosphére auf die Prallelektrode 1 treffen. Der Magnet 5 ist in einem hinteren, zum
Ende einer Drehwelle 9 versetzten Bereich auf der entgegengesetzten Seite der Prallelektrode t angeord-
net, wobei dazwischen die Prallelektroden-Kihleinrichtung 6 liegt. Das angelegte Magnetfeld wird dadurch
gleichférmig gehaiten, daB der Magnet eine versetzte Drehung ausflihrt, wodurch die Ausbeute der
Prallelektrode 1 verbessert wird.

Die Mittelmaske 3 wird zum Abdecken des Mittelteils des Plattentragers 2 verwendet, wobei sie so
aufgebaut ist, um den Trager 2 dadurch zu halten, daB sie mit dessen Mittelteil eng in Berlihrung steht.
Eine derartige Mittelmaske 3 besitzt die Form eines aufgeweiteten Zylinders, der an jener Seite einen
gr6B8eren Durchmesser besitzt, die mit dem Plattentrdger 2 in Berlihrung steht.

Entlang der Mittelachse der Mittelmaske 3 ist eine Durchgangs&ffnung 11 ausgebildet, die dazu dient,
um eine Schraube 10 aufzunehmen, die isolierend hergestellt ist oder aus einem Isolierwerkstoff besteht,
um die Mitteimaske 3 an der Prallelekiroden-Kiihieinrichtung 8 zu befestigen. Am offenen Ende der
Durchgangsdffnung 11 ist ein PaBteil 17 ausgebildet, der dazu dient, um mit einem Plattenzentrierelement,
das spéter beschrieben wird, sowie mit der Mittelmaske 3 in Berlhrung zu treten. Der PaBteil 17 ist als
Ausnehmung ausgebildet, in der das Plattenzentrierelement einen Sitz hat.

Wenn die Schraube 10 aus einem Isolierwerkstoff besteht, kann dies ein keramischer Werkstoff, ein
Kunststoff oder Polytetrafluordthylen sein.

Jener Teil der Mittelmaske 3, der in die Prallelektrode 1 eingefiihrt wird, besitzt einen stwas kieineren
Durchmesser, um eine Stufenfldche zu bilden. Zwischen der Stufenfidche und der Prallelektrodenfliche 1a
liegt ein ringfSrmiger Abstandhalter 12, der isolierend hergestellt ist oder aus einem isolierwerkstoff besteht,
um zwischen der Prallelektrode 1 und der Mittelmaske 3 zu isolieren. Wenn dieser Abstandhatter 12 aus
einem Isolierwerkstoff besteht, kann dies der gieiche Isolierwerkstoff wie bei der Schraube 10 sein.

Am Auflenumfang des Teils mit dem kleineren Durchmesser der Mitteimaske 3 sitzt eine Haiterung 13,
die isolierend hergestellt ist oder aus einem Isolierwerkstoff besteht, um die Mittelmaske 3 zur Prallelektro-
de 1 und zur Prallelektroden-Kihleinrichtung 6 zu isolieren. Die Haiterung 13, die aus einem Zylinder
besteht, der einen auf dem Teil mit kleinerem Durchmesser der Mittelmaske 3 befindlichen Boden besitzt
und an einem Ende offen ist, wird in eine Halterung-Befestigungstffnung 15 eingesetzt, die in der Mitte der
Prallelektrode 1 gebohrt ist. Wenn eine derartige Halterung 13 aus einem Isolierwerkstoff besteht, kann der
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gleiche Isolierwerkstoff wie beim Abstandhalter 12 verwendet werden.

In der Bodenflache der Halterung 13 ist eine kreisfdrmige Schrauben-Einsetz&ffnung 14 ausgebildet,
durch die das Ende der Schraube 10 lduft, die durch die Durchgangséffnung 11 der Mitteimaske 3 gesteckt
wird. Die Unterseite der Mittelmaske 3 ist mit einem Flansch 16 versehen, um zu verhindern, daB sich die
Halterung 13 von der Befestigungséffnung 15 [8st, wenn die Halterung 13 in der Befestigungstffnung 15
sitzt.

Die AuBenrandmaske 4 dient dazu, um den Aufienrandteil des Plattentrdgers 2 abzudecken, indem sie
mit dem AuBenrandteil eng in Berlhrung steht, wobei sie unabhingig von der Mitteimaske 3 an einem
AuBengehduse befestigt ist, das die Schichtausbildungskammer biidet, wobei es hier nicht dargestellt ist
aber in Fig. 2 gezeigt wird. Die AuBenrandmaske 4 ist als Scheibe mit einem Sackloch 18, das die gleiche
GréBe wie der AuBendurchmesser des vorspringenden Teils der Prallelektrode 1 besitzt, sowie einer
MittelGffinung 19 versehen, bei der es sich um eine kreisférmige Durchgangsdffnung handelt, die einen
Durchmesser besitzt, der etwas kleiner als der AuBendurchmesser des Plattentrigers 2 ist.

Zwischen der Innenwandflédche der Mitteldffnung 19 der AuBenrandmaske 4 und dem AuBenumfang des
freien Endes der Mitteimaske 3, das mit einer Berlihrungsfidiche 3a versehen ist, ist in Richtung der Dicke
der Masken 3 und 4 Uber den gesamten Umfang der Innenwandfiéiche der Mitteldffnung 18 ein Hohiraum
25 ausgebildet, wie dies Fig. 5 zeigt. Die AuBenrandmaske 4 und die Mittelmaske 3 sind durch den
Hohiraum 25 voneinander vollstandig getrennt und isoliert. Uber diesen Hohlraum 25 k&nnen Atome von der
Prallelektrode 1 auf den Trager 2 gestdubt werden. Eine Berlihrungsfliche 4a der AuBenrandmaske 4, die
dazu dient, um mit dem AuBenrandteil des Plattentrdgers 2 in enge Berlihrung zu treten, fluchtet mit der
Beriihrungsfldche 3a der Mittelmaske 3, um den Pilattentrdger 2 in einer horizontaien Stellung zu halten und
eine gleichmifige Schicht aufzustduben.

Der Plattentrager 2 steht mit der Beriihrungsfliche 3a der Mittelmaske 3 und mit der Berlihrungsflache
4a der AuBenrandmaske 4 Uber eine Tréager-Halteeinheit 20 in enger Berlihrung. Die Tréger-Haiteeinheit 20
ist am freien Ende einer Welle 22 eines Zylinders 21 befestigt, der dazu dient, um den Plattentrdger 2
darauf einzustellen und den Plattentrdger 2 zu und von der Mittelmaske 3 und der AuBienrandmaske 4 zu
bewegen, wie dies die Pfeile X zeigen. Die Triger-Halteeinheit 20 wird liber die Welle 22 auf Anodenpoten-
tial gehalten.

Die Triger-Halteeinheit 20 besitzt ein Plattenzentrierelement 23, das dazu dient, um in die kreisférmige
Durchgangs6ffnung eingesetzt zu werden, die in der Mitte des Plattentrdgers 2 ausgebildet ist, sowie einen
Plattentisch 24, um den zentrierten Plattentrdger 2 zu halten.

Das Plattenzentrierelement 23 ist so angeordnet, daB es einer Durchgangséffnung gegenlberliegt, die
in der Mitte des Plattentrigers 2 ausgebildet ist, um den Plattentriger 2 zu zentrieren, wobei es
kegelstumpfférmig ausgebildet ist, so daB es vom Plattentisch 24 vorspringt und sich zu seinem freien
Ende alimahiich verjlingt. Ein scheibenf&rmiger Plattentisch 24 ist an der Seite des Plattenzentrierelements
23 vorgesehen, um den Plattentrdger 2 stabil zu halten.

Wihrend des Zerstdubungsvorgangs wird der Plattentrdger 2 vom Zylinder 21 in einem Zustand
angehoben, in dem er auf dem Plattentisch 24 liegt. Der auf diese Weise nach oben bewegte Plattentréger
2 steht mit seinem Mittelteil und AuBenrandteil mit der Mitteimaske 3 bzw. der Auienrandmaske 4 in enger
Berlihrung. Damit liegt die Fldche 2a des Plattentrdgers 2, die bestdubt werden soll, vollstdndig frei, ohne
daB sie von den Masken 3 und 4 abgedeckt wird, wodurch die auf der zu bestdubenden Flache
ausgebildete Schicht eine gleichmaBige Dicke besitzt.

Zu diesem Zeitpunkt sitzt das Plattenzentrierelement 23 der Trdger-Halteeinheit 20 im PaBteil 17 in der
Mittelmaske 3 und steht mit diesem in Berlihrung, so daB die Mittelmaske 3 auf Anodenpotential gehalten
wird. Die Mittelmaske 3 ist mit der Schraube 10, dem Abstandhalter 12 und der Halterung 13 zur
Prallelektrode 1 sowie zur Prallelektroden-Kihleinrichtung 6 zwangsweise isoliert, wodurch sie zwangsweise
auf dem Anodenpotential gehalten wird.

Wihrend des Zerstiubungsvorgangs ist die Mittelmaske 3 einer erhdhten Temperatur ausgesetzt. Sie
wird jedoch von der Prallelektroden-Kiihieinrichtung 6 Uiber die Schraube 10 und die Haiterung 13 gekiihit,
die mit der Prallelekiroden-Kihleinrichtung 6 in Berlhrung stehen.

Obwohl die vorliegende Erfindung im Zusammenhang mit bevorzugten Ausfiihrungsformen beschrieben
wurde, ist sie nicht auf die hier beschriebenen Einzelheiten beschrdnkt, wobei sie alle Abdnderungen
abdecken soll, die im Bereich der Erfindung liegen, die in den beiliegenden Ansprichen dargelegt ist.

Patentanspriiche

1. Magnetron-Zerstiubervorrichtung, um auf einer Hauptfliche eines plattenfdrmigen Trégers unter dem
Anlegen von zueinander senkrechten Magnetfeldern mit einer Magnetfeld-Aniegestufe, die an der
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Riickseite einer Prallelektrode angeordnet ist, eine diinne Schicht auszubiiden, dadurch gekennzeich-
net, dafl die Vorrichtung enthilt:

eine Pralleiektrode (1), um auf einer Hauptfiiche eines plattenfSrmigen Trégers (2) sine diinne Schicht
auszubilden;

Eine Prallelektroden-Kihleinrichtung (6), die an der entgegengesetzten Seite der Prallelektrode (1)
angebracht ist, um die Prallelektrode zu kiihlen;

eine Magentfeld-Anlegestufe (5), die an der Riickseite der Praileiektrode (1) angeordnet ist, um
zueinander senkrechte Magnetfelder anzulegen;

eine Mitteimaske (3), die auf der Prallelektroden-Kihieinrichtung (6) isoliert befestigt ist und mit dem
Mittelteil einer Hauptfliche des Plattentrdgers (2) eng in Berlhrung steht, auf der die Diinnschicht
ausgebildet wird, um den Mittelteil des Tragers (2) abzudecken;

eine AuBenrandmaske (4), deren innerer Durchmesser kleiner als der AuBendurchmesser des piatten-
formigen Trigers (2) ist und die an einem ortsfesten Teil einer Schichtausbildungskammer (25)
angebracht ist und mit dem AuBenrandteil der einen Hauptfliche des Tragers (2) eng in Beriihrung
steht, auf der die Dilnnschicht ausgebildet wird, um den AuBenrandteil abzudecken, wobei die
AuBenrandmaske (4), von der Mitteimaske (3) unabhidngig ist; und

eine Tréager-Halteeinrichtung (20), um den Trdger (2) zu und von der Mitteimaske (3) und der
AuBenrandmaske (4) vertikal zu bewegen und ein Isolierelement vorgesehen ist, um die Mitteimaske (3)
zur Prallelektrode (1) und zur Pralielektroden-Kihleinrichtung (6) zu isolieren.

Magnetron-Zerstdubervorrichtung gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Isolierele-
ment ein isolierendes Befestigungselement, das in der Prallelektroden-Kihleinrichtung (8) in eine
Durchgangsdffnung (11) eingesetzt ist, die langs der Mittelachse der Mittelmaske (3) ausgebildet ist,
sowie eine isolierende Halterung (13) enthdlt, die an der AuBenrandfliche jenes Endes der Mitteimaske
(3) sitzt, das der Berlihrungsfliche (3a) mit dem Trdger (2) entgegengesetzt ist.

Magnetron-Zerstdubereinrichtung gemiB8 Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Isolierele-
ment einen ersten Isolator, der in eine Durchgangsdffnung (11) eingesetzt ist, die langs der Mittelachse
der Mitteimaske (3) ausgebildet ist, und an der Prailelektrode-Kuhleinrichtung (6) befestigt ist, sowie
einen zweiten Isolator besitzt, der an der AuBenrandfliche jenes Endes der Mitteimaske (3) sitzt, das
der BerUhrungsfldche (3a) mit dem Triger (2) entgegengesetzt ist.

Magnetron-Zerstédubervorrichtunng gemiB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Mitteimas-
ke (3) Uber ein Befestigungselement (10), die Halterung (13) und die Trigerhalteeinrichtung (23, 24)
gekiihlt wird.

Magnetron-Zerstdubervorrichtung geméB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dag die Mittelmaske
(3) wéhrend des Zerstdubens mit der Trager-Halteeinrichtung (23, 24) in Beriihrung stent.

Hiezu 1 Blatt Zeichnungen
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